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Espacenet で東アジアの特許調査（その２） 

アジア特許情報研究会：伊藤徹男 

 

１．データ収録タイムラグと発行日基準での収録状況 

 前回はデータの収録について、中国、台湾、韓国の情報がどの程度入っているか、そ

の収録のタイムラグはどうか、を発行日基準で見てきました。公報発行日で見る限り、

Espacenet への収録タイムラグは中国では約 10 日、韓国では約 3 週間ですが、台湾で

は収録そのものが乏しいのでタイムラグを議論できませんが、強いて言えば収録率 50

～80％ですが最新分は約 3か月で収録されています。 

 

 Espacenet の収録に関して注意すべきは、CNIPR(CN)や TWPAT(TW), KIPRIS(KR)など各

国知財庁から発行される「発行日基準」の情報（更新日ごとに各庁データベースに収録

される収録数）は原則として調査日によって変わることはありませんが、特にアジアや

新興国情報の Espacenet への収録は公報発行日に拘わらず「データ収録は逐次実施」さ

れている状況を示しています（各国から送られた情報が一度に収録される訳ではない）。 

 

CNIPRの中国特許情報は数年前～十数年前に遡って発行日基準データが追加されるこ

とがあります。分割特許などが分割前の出願（親出願）公開日に遡って追加されるので

しょうか（そんな訳はない！）。中国の発行日基準データの収録方針を確認していませ

んが、若干、他国と違う取扱いがあるのかもしれません。謎多き中国特許情報です。 

 

発行日基準でもデータ取得日によって検索データが変化している例を4月6日検索と

7月 16 日検索の変化を SmartSearch と新 Espacenet で比較してみました。 

検索式：ti="3D printer" and pd="2019" and pn=CN 

 

表１．発行日基準でのデータ変化 

 2020/4/6 検索 2020/7/16 検索 

 Smart New Smart New 

ti 1396 1389 1639 1632 

ab 1985 1976 2301 2292 

ta 2002 1993 2319 2310 

ta は発明の名称と要約 

 

発行日基準でもデータが積み上がっています。 



また、Espacenet には「txt」コマンドというものがありますが、これは発明の名称～

詳細説明、ではなく「発明の名称＋要約＋出願人名＋発明者名」を抽出するコマンドで

す。現在、SmartSearch では正しく機能しますが、新 Espacenet では「txt not ta」と

検索しても発明の名称などに「3D printing」「3D ・・・ printer」などを抽出し、正

常に機能しません。検証データなど詳細は割愛。 

 

２．書誌情報の収録状況 

 発行日基準で見た収録、タイムラグは前回紹介した通りですが、日付以外の書誌情報

はどうでしょうか。発明の名称、出願人、IPC などの書誌情報と要約が収録されていれ

ば調査できる場合もあります。どのような条件であればどのような項目で検索できるの

かを紹介しておきたいと思います。 

 

 Espacenet での中国特許では、2020 年 3 月以降、発明の名称、出願人名は中国語（簡

体字）、あるいは発明の名称は英語、出願人名のみ中国語簡体字）というものが増えて

いますが、要約は対応する英語要約というものがほとんどです。すべて中国語というも

のもありますが、まだ少ない状況です。 

 台湾特許では、最新分 2020 年 4 月まで発明の名称、要約、出願人のいずれも英語情

報です。 

 韓国特許では、2020 年 4 月以降、内国出願の場合、発明の名称、出願人名は英語で

も要約はハングル、というものが増えています。6月以降では外国出願人の要約もハン

グル、というものも増えてきました。 

 

 中国、台湾、韓国とも以前は「発明の名称はありません」ということで発明の名称す

ら収録されず、要約も空白、というものがありましたが、新旧 Espacenet 問わず、書誌

事項はほとんど収録され、要約がないものも対応する英語要約が収録されています。 

 

【出願人収録】 

中国、台湾、韓国の上位出願人の収録状況を紹介します。各国庁データと共に

PATENTSCOPE での収録も示しました。データは 2020/4/19 現在のもの。 

 

  



表２．中国「HUAWEI TECH」の収録状況（中国公開特許） 

 

 Espacenet の収録が、CNIPR より若干多いというものもありますが、PATENTSCOPE 共

に実案が紛れています。また、前回も紹介しましたように公開特許の発行日と公告特許

の発行日がリンクできていないためと思われます。 

英語と中国語（簡体字）併用検索で収録がわずかに増えている年代もあることを考慮

すると、網羅的な検索をするためには、やはり原語検索を追加することも有効であるこ

とがわかります。Espacenet では、出願人の中国語表記が 2014 年以降増えています。 

 英語：pa="HUAWEI TECH*" 

 中国語：pa="华为技术有限公司" 

 EN+CN ：pa=("HUAWEI TECH*" or 华为技术有限公司) 

 

表３．台湾「TAIWAN SEMICONDUCTOR」の収録状況（台湾公開特許） 

 



 Espacenet の収録が、TWPAT より多い部分もありますが、ここでも公告特許の日付が

Confuse しているものと思われます。 

 Espacenet の台湾では出願人名の中国語（繁体字）収録はなく、すべて英語です。ま

た、PATENTSCOPE には台湾情報の収録はなく、その点で Espacenet 台湾情報の収録充実

を（原語情報でもよいので）期待したいところです。 

 英語：pa="TAIWAN SEMICONDUCTOR" 

 中国語：pa="台灣積體電路製造股份有限公司" 

 

表４．韓国「SAMSUNG ELECTRONICS」の収録状況（韓国公開特許） 

 

 出願人ハングル名収録は 2015 年以降増えていますが、英語情報とほぼ同等の収録は

2016 年以降でしょうか。英語とハングル併用検索で収録がわずかに増えている年代も

あります。 

 英語：pa="SAMSUNG ELECTRONICS" 

 ハングル：pa=("삼삼삼삼삼삼삼삼" or "삼삼삼삼 삼삼삼삼") 

 EN+KR：pa=("SAMSUNG ELECTRONICS" or "삼삼삼삼*") 

 

  



【IPC 比較】 

 次に 3D PRINTER の代表的な IPC 分類(B29C64, B29C67, B33Y)の中国、台湾、韓国の

2000-2019 年公開特許について見てみましょう。データは 2020/7/20 現在のもの。 

表５．IPC 比較 

 CNA TWA KRA 

 Smart New CNIPR Smart New TWPAT Smart New KIPRIS 

B29C64 8749 8609 7640 201 194 157 672 651 1495 

B29C67 4961 4865 4718 701 693 639 1881 1819 829 

B33Y 17587 17371 17273 593 581 577 2134 2072 2361 

 原庁データベース収録より多い収録になっていますが、Espacenet ではファミリーか

らの情報もマージされているせいでしょうか。Espacenet と KIPRIS のデータ差は大き

いため後日、原因を確認したいと思います。 

 

３．検索機能の制限 

 PATENTSCOPEの Advanced Search と異なり、Espacenet には検索タームの入力など種々

の制限があります。ここでは Espacenet の入出力フィールドや利用できるトランケーシ

ョンなど基本的機能は別途紹介する「新 Espacenet」の解説に譲り、これら検索機能の

制限について概略を紹介します。 

 

Espacenet の HELP(https://worldwide.espacenet.com/help?locale=jp_EP&method= 

handleHelp Topic&topic=index)には以下のようにありますが、HELP は必ずしも正しい

とは限らないようです。 

⇒ 部分が正しい動作です。 

① １フィールドには最大 4個の検索語(HELP) 

⇒ 各フィールドは and, or, not 演算子を使用して検索語 10 個まで演算可能 

  但し、フレーズは以下のように若干複雑です。 

  公報番号も 10 個まで or 演算可能 

 

② １検索画面につき合計 21 個の検索語(HELP) 

  ⇒ １フィールド 10 個を超える検索語は不可ですが、全フィールドでは 20 個まで

検索可能。 

 

③ 日付の範囲指定での検索は不可(HELP) 

⇒ 以下のように発行日の範囲検索をハイフンまたはコロンを使用して可能です。 

  2010-2019 または 2010:2019 

  20190101-20190630 や 20190101:20190630 



【検索フィールドへの入力数制限・フレーズ検索の場合】 

 以下の検証では、１フィールドでの入力制限を確認するためにトランケーションを使

わず、語尾変化用語を敢えて並べました。 

 

演算子を使った通常の用語検索 

ti=((3D or three-dimension*) and (print or pritner or printers or printing or 

printed or printable or printability)) and pn=(CNA or KRA or TWA) and 

pd=(2000-2019) 11,668 件 

 

フレーズ検索 

ti=("3D print" or "3D printer" or "3D printers" or "3D printing" or "3D printed" 

or "3D printable" or "3D printability" or "3D print* cartridge" or "3D print* 

material*") ・・・まで可能（９フレーズ２０語） 

 

ti=("three dimension* print*" or "three-dimension* color print*" or "three 

dimension* scanning print*" or "three dimension* laser assist print*" or "three 

dimension* modeled object") ・・・（５フレーズ２０語） 

これに「pn=CNA and pd=2019」と加えるとエラーとなる。 

 

Espacenet のフレーズ検索では、スペースだけのフレーズ“three dimension* print*”

とハイフンを含むフレーズ“three-dimension* print*”は、いずれも同じ結果が得ら

れます。フレーズ検索することにより、「3D (Three Dimensional) printing」のように

括弧を含むフレーズも抽出できます。 

フレーズで検索しないと（ダブルクォーテーションがない）と用語間のスペースは and

演算となります。 

 

４．英語情報の誤字・脱字（スペルミス）、誤訳の Espacenet への影響  

中国特許の英語情報にはそこそこスペルミスや誤訳があります。商用英語データベー

スの英語情報のソースは Espacenet の元となっている DOCDB にある、とのことですが、

元を正せば中国特許庁から送られた英語情報が基になっています。このスペルミスや誤

訳についての Espacenet への反映状況も確認しておきたいと思います。 

 

 現時点では Espacenet で発明の名称、要約中に含まれる中国語は検索できませんが、

出願人名、発明者名は中国語やハングルで検索が可能です。但し、台湾の出願人名や発

明者名は繁体字が収録されていませんので、原語検索はできません。 

 



Espacenet の中国語情報のスペルミス、誤訳についてはこれまでも JIPA の「中国特

許調査」セミナーなどでも紹介し、英語データベース中の英語情報だけでは検索漏れが

生じることを紹介してきました。 

 

2017 年 JIPA「中国特許調査」セミナーテキスト中のスペルミス、誤訳例を紹介します。 

 最初に商用英語データベースの出願人名に誤訳が含まれることを発見したのは以下

に示した「LG ELECTRONICS」の検索です。一部は LG グループかもしれませんが、LG 

ELECTRONICS との共願にもなっていない単願です。表５の誤訳出願人は Espacenet でも

「LG ELECTRONICS」として抽出されます。 

 

表５．出願人誤訳例（LG ELECTRONICS） 

 

 

表６．出願人名のスペルミス（住友化学） 

 

 

  



表７．出願人名のスペルミス（村田製作所） 

 

 

 2020 年の現時点でも新旧 Espacenet で"sumotomo chemical", "sumiotomo chemical", 

"sumitoma chemical"など表６に掲げたスペルミスは存在します。また、村田製作所を

意味する「"mutata manufacturing" or "mutate mfg"」も 479 件以上検索され、英語デ

ータベースで「"murata manufacturing" or "murata mfg"」と正しく検索してもスペル

ミス分は抽出できません。 

 

 英語データベースでこのようなスペルミスが存在しても中国語が検索可能なデータ

ベースで「住友化学」「村田制作所（村田製作所）」と検索すればすべてカバーすること

ができます。 

 また、出願人の英語表記のスペルミスは外国出願人だけでなく内国出願人の英語表記

にも多く見られるので英語検索だけでは洩れますよ、と紹介している所以です。 

 

 英語表記出願人名の傑作例は、出願人名 FUjiFilm(富士フイルム)が「Endoscope 

Apparatus」と表記されているものです。出願番号は CN201210096264 ですが、発明の名

称に Endoscope Apparatus とありますのでスペルミスというより誤表記でしょう。番号

検索で確認すると中国語出願人名は「富士胶片」であることがわかりますので、これも

中国語検索でカバーできます。 

 

どうしてこんな英訳になるのか考えてみると（以下の用語のスペルミスでも同様）、

中国代理人事務所による出願時に提出した英訳願書のスペルミス、誤訳かもしれません。



同じ翻訳エンジンであれば同一の中国語では同一のスペルミスになるかと思いますが、

大量の中国語公報を人手に頼って翻訳していることかもしれません。機械翻訳による英

訳ではこれほどバラエティに富んだ英訳にはならないと思います。 

 

次に用語のスペルミス、誤訳の一例を紹介します。 

 

表８．Polyethylene の誤字（2016/4/8 現在） 

 

 

表９．Polyethylene の脱字（2016/4/8 現在） 

 



※1：中間一致検索、後方一致では  methoxypolyethylene, chlorinatedpolyethylene

などが拾えます。DOCDB 系商用データベースでは、中間一致、後方一致検索ができない

ものが多いです。 

※2：前方一致検索 ほとんどのデータベースでは前方一致検索が可能です。 

 

表１０．発明の名称中の半导体(Semiconductor)のスペルミス 

 

 Polyethylene は「聚乙烯 or 聚乙稀 or 聚乙撑 or 多乙烯」、Semiconductor は「半

导体」と中国語（簡体字）で検索すれば上記スペルミスをカバーできますが、現時点の

Espacenetでは中国語用語を検索できませんので英語検索だけでは洩れが生じてしまい

ます。 

このようなスペルミスは、中国特許英語情報のあらゆる分野の用語に存在する、と言

っても過言ではありません。そして残念ながら Espacenet の中国特許英語情報中に存在

するのです。 

 

次いで、用語の誤訳例についても紹介します。英語のスペルミスは中国語検索で得た

検索集合中にあったとしてもそれなりに忖度して判別可能ですが、誤訳となるとどうし

ようもありません。Espacenet でも確認してみましょう。 

 

 これも先ほどの polyethylene などポリマーに関するものですが、他の分野の用語に

も誤訳はまま存在します。 

 

  



表１１．ポリマー（高分子）関係の誤訳例（発明の名称中） 

 

 「商用英語データベース」の多くが Espacenet と同様、DOCDB をソースとしています

ので上記誤訳表記は Espacenet でもすべて同じです。 

 

英語で抽出できなかった polyethylene を中国語「聚乙烯」で抽出して出願番号

CN200610044459.7 などを得ても Espacenet（DOCDB 系商用英語データベース）で

「Production of fire-retardant polystyrene draining pipes」と聚乙烯が polystyrene

と英訳されていては「ノイズ」として落としてしまいます。特に誤訳は英語情報で査読

している方には盲点となります。 

 

 「聚乙烯」が「ethylene polymerization」「copolymerization of ethylene」「ethylene 

resin」と訳されているのは英語の異表記として捉えられます。 

 

 中国語で「聚乙烯」と検索すると「聚乙烯醇(polyvinyl alcohol)」など「聚乙烯」

が polyvinyl と称する多くの化合物などを抽出しますが、これらはもちろん誤訳ではあ

りません。また、polyethylene oxide(聚乙烯氧化), polyethylene amine(聚乙烯胺 or 

聚乙烯基胺)なども「聚乙烯」で抽出してしまいますので純粋の polyethylene だけを抽

出するのも一苦労です。 

 

 もう１つ、化学分野の誤訳例を挙げておきましょう。 

Hydroxyl(-OH)とCarboxy(-COOH)というある意味親戚みたいな化学構造を示す用語があ

ります。中国語でも一見すると紛らわしいので誤訳の元になっています。羟(hydroxy)

と羧(carboxy)です。 



 

2000～2019 年公開特許に限定して CNIPR で出現数を見てみると、 

① 羟(hydroxy)を carboxy(羧)と誤訳 

 検索式：(羟 and %carboxy%) not (羧 or %hydroxy%) 

 「羟」が「carboxy」と誤訳され、同じセンテンス中に「羧」や「hydroxy」（正訳）

を含まないもの。 

 TI 26 件/ AB 819 件/ CL 1567 件/ FT 2527 件 FT：詳細な説明中 

 

正訳：「羟 and %hydroxy%」 

TI 17040 件/ AB 118241 件/ CL 339217 件/ FT 757765 件 

 

② 羧(carboxy)を hydroxy(羟)と誤訳 

 検索式：(羧 and %hydroxy%) not (羟 or %carboxy%) 

 「「羧」が「hydroxy」と誤訳され、同じセンテンス中に「羟」や「carboxy」（正訳）

を含まないもの。 

 TI 15 件/ AB 168 件/ CL 395 件/ FT 591 件 

 

正訳：「羧 and carboxy」 

TI 11508 件/ AB 77689 件/ CL 235064 件/ FT 586343 件 

 

発明の名称の誤訳①の 26 件、②の 15 件について Espacenet でも公報番号から検索し

て確認した結果、すべて CNIPR の英訳と同じ誤訳であることを確認しました。いずれも

正訳の 0.5％以下の出現数ですが、権利侵害調査では見過ごせない問題です。 

 

スペルミスや誤訳例は他の分野でも挙げればきりがないのでこの辺でやめておきま

すが、一般のサーチャーは誤訳（英訳）に気づかず調査しているものと思われますので

事は重大です（特に誤訳は）。Espacenet などの無料のデータベースならともかく、商

用データベースも同様の誤訳をしているなど思いもよらないでしょう。商用ツールです

から皆さん信頼して使っています。 

 

 中国特許英語データベース中には以下のようにドイツ語やフランス語のまま収録さ

れているものがあります。Espacenet でもドイツ語表記です。これはもちろんスペルミ

スや誤訳の問題ではありませんが、このような情報も英語では検索できませんので中国

語検索で補完するなどします。 

 



 

図１．中国特許情報のドイツ語表記例 

 

2023/12 に再検証の結果を踏まえ、一部を修正しました。同一の検索条件でも 2020/7

以降の 3年間に英スペルミスが増えているのは驚きです。 

 

以上 


